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Pentru pregatirea filmelor de metal-carbon nanostructurat a fost folosita
metoda originala numita arc thermoionic in vid (TVA) [1] dezvoltata de echipa
noastra. Doua fascicule separate de electroni emise de doi catozi incalziti
extern (filamente de wolfram) accelerate prin doua tensiuni anodice ridicate,
au fost directionate catre anozi de carbon si metal (Ni, Sn, Al, Cu, Ag). Aplicand
tensiuni de 1-5kV intre catozi si anozii respectivi, au fost aprinse simultan
plasme luminoase in atomi de carbon pur si de metal. Plasmele, monitorizate
prin spectroscopie de emisie optica, au fost controlate independent de
fasciculele de electroni emise de catozii incalziti (termoelectroni). Am obtinut
filme de carbon-metal nano-structurate fara hidrogen cu proprietati
interesante precum frictiunea scazuta si o rata de uzura scazuta in regim de
alunecare uscata. Parametrii procesului au fost studiati si optimizati.

Plasma TVA in vapori de Ni Atomi de carbon inclusi in
structura cristalina a Ag.

Tabelul 1. Parametrii principali pentru obtinerea plasmei in vapori de carbon.

Dimensiunea catodului si
wlui TVA Depunere de carbon
Dimetrul bari anodicer: 10| cyrent: 1.25-2 A Time: 50-250 s
Lungimea anof(l)}(l)urin%? ¢: Tensiune: 1.1 -2 kV Rate: 1-2 nm/s
Distanta anod-catod: Prtesiunea de lucru: Grosimea filmului:
b <10° torr 50-500 nm

2200 [ Carbon

Carbon-metal (Ni) Grband

D-band

Raman intensity, a.u.

Metoda TVA poate fi
considerata ca una dintre

g cele mai adecvate tehnologii
et en bentru obtinerea filmelor
anostructurate cu proprietati

Imagine HRTEM a filmului C-Ni Spectrul Raman al filmelor C si C-Ni Imagine AFM a filmelor C-Ni hntifrictiune. Intr-adevar, datorita
pradului  ridicat de puritate al

brocesului de depunere (in

2304 ecipientele de vid alaturi de metalele

A efractare folosite ca electrozi se

206 A numai carbonul, sau

::: pentru dopare) pot fi

A bbtinute _fllme dg carbon si carbon-

=, S etal lipsite in totalitate de

e idrogen. In acelasi timp, tehnologia

et VA asigura o valorificare ridicata a

bnergiei consumata cu incalzirea
arbonului, care necesita temperaturi
Imagine de difractie a filmelor de C e peste 4000K. Din cauza conditiilor
e vid si a gradului ridicat de
bublimare a temperaturii carbonului,

Imagine HRTEM a filmului de carbon

e B o 12 0ss| ?EE‘;’SA?%L?;C bierderile principale de energie sunt
- 2 omm diometer ¥ C .
................ ; § 1 lasan bractic cauzate de radiatie. Luand in
S0l E onsiderare aceste avantaje, folosim
.- ribological test ——Ni coating on Fe 2 i
2 T alion e fg‘,g {i;fip § oasq PRI e i etoda TVA pentru evaporarea si
g o0 o IN o —NCGaor 3 lepunerea de carbon si filme metal-
£ Ni-C (3-5) on Fe 0204 EEUNISC (311) on Fe
g o —CoaingonFe NG (33) on Fe arbon.
8 NicGamre
oo e o= laaonte
2 4 6 8 12 0 2 4 6 8 10
Sliding distance, m Sliding distance, m
Principiul de masura al tribometrului bila-disc Coeficientul de frictiune al filmelor de Ni pur, Ni-C si C

v
[1] I. Mustata, C.P. Lungu, A.M. Lungu, V. Zaroski, M. Blideran, V.
Ciupina, Vacuum 76 (2004) 131.
[2] C. P. Lungu, . Mustata, G. Musa, M. Blideran, V. Zaroschi, A.M.
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